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【背景】我々はスピン熱伝導物質が有する高い室温熱伝導性と異方性，及びそれらの能動的制御

性を利用した熱制御デバイスの作製を目指しているが，デバイス実現のためには高熱伝導性と異

方性を損なわない配向構造が求められる．我々はすでに，スピン熱伝導性 SrCuO2（直方晶）の粉

末ターゲットを利用したスパッタと熱処理によって，石英ガラス基板上に正方晶 SrCuO2を配向製

膜（スピン熱伝導性 CuO2層が基板に平行）できることを報告しているが 1)．本報告ではより高い

配向性を目指し，製膜条件が薄膜構造に与える影響を調査する． 

【実験】試料は高周波マグネトロンスパッタ法（ガス種: Ar; 圧力: 0.5 Pa; 製膜速度: 5 nm/min）に

よって作製した．ターゲットとしてプレス焼結後ボンディング加工をおこなった直方晶 SrCuO2

を用いた．基板は，石英ガラス基板と SrTiO3 (001) 基板を用いた．製膜後の試料を大気中で熱処

理し，X線回折（XRD），原子間力顕微鏡観察，分光光度計，サーモリフレクタンス測定などによ

って，構造及び熱物性を調査した． 

【結果】石英ガラス基板上に製膜した試料の熱処理前後における XRDパターンを Fig. 1に示す．

熱処理前の試料にピークは見られず非晶質/微結晶であることがわかった．600°C，400 s間熱処理

した試料は，スピン梯子物質である Sr14Cu24O41 の(002)，(004)，及び(008)面に帰属されるピーク

をもつことから 2)，b 軸配向（スピン梯子が基板に平行）した Sr14Cu24O41が形成したことがわか

った．Fig. 2は光吸収係数を間接遷移と仮定し,Taucプロットしたものである．熱処理前後の Tanc

ギャップはそれぞれ 0.8及び 1.6 eVである．製膜条件が構造に与える影響と熱処理による構造変

化について議論する．また，SrTiO3 基板を用いた固相エピタキシャル成長の試みについて報告す

る． 
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Fig. 1. XRD patterns of the sputtered films before and 

after annealing (600°C, 400 s).  

Fig. 2. Tauc plots of the sputtered films before and after 

annealing (600°C, 400 s). 
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